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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】基材との密着性、耐擦傷性、膜硬度等に優れるとともに、帯電防止性能、透明性
、ヘーズ等に優れた透明被膜形成用塗料を提供する。
【解決手段】導電性酸化物微粒子とマトリックス形成成分と溶媒とからなる透明被膜形成
塗料であって、マトリックス形成成分がグリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコー
ル系アクリレート樹脂(B)とからなることを特徴とする透明被膜形成塗料。前記非グリコ
ール系アクリレート樹脂(B)が、非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)と、非グリ
コール系３官能アクリレート樹脂、非グリコール系４官能アクリレート樹脂および非グリ
コール系６官能アクリレート樹脂から選ばれる１種以上の非グリコール系アクリレート樹
脂(B2)との混合物からなり、非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系２
官能アクリレート樹脂(B1)が固形分として５～５０重量％の範囲にある。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性酸化物微粒子とマトリックス形成成分と溶媒とからなる透明被膜形成塗料であっ
て、
　マトリックス形成成分がグリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコール系アクリレ
ート樹脂(B)とからなり、
　マトリックス形成成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が、固形分とし
て１０～８０重量％の範囲にあることを特徴とする透明被膜形成塗料。
【請求項２】
　前記非グリコール系アクリレート樹脂(B)が、
　非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)と、非グリコール系３官能アクリレート樹
脂、非グリコール系４官能アクリレート樹脂および非グリコール系６官能アクリレート樹
脂から選ばれる１種以上の非グリコール系アクリレート樹脂(B2)との混合物からなり、
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)
が固形分として５～５０重量％の範囲にあることを特徴とする請求項１に記載の透明被膜
形成塗料。
【請求項３】
　前記導電性酸化物微粒子が、酸化錫、ＳｂまたはＰがドープされた酸化錫、酸化インジ
ウム、ＳｎまたはＦがドーピングされた酸化インジウム、５酸化アンチモン、低次酸化チ
タンから選ばれる１種以上であることを特徴とする請求項１または２に記載の透明被膜形
成塗料。
【請求項４】
　前記導電性酸化物微粒子の平均粒子径が、５～２００ｎｍの範囲にあることを特徴とす
る請求項１～３のいずれかに記載の透明被膜形成塗料。
【請求項５】
　塗料中の前記導電性酸化物微粒子の固形分濃度が０．５～４０重量％の範囲にあり、
　前記マトリックス形成成分の固形分濃度が１～４５重量％の範囲にあり、
　塗料中の全固形分濃度が５～５０重量％の範囲にあることを特徴とする請求項１～４の
いずれかに記載の透明被膜形成塗料。
【請求項６】
　基材と、該基材上に形成された透明被膜とからなり、
　該透明被膜が導電性酸化物微粒子とマトリックス成分とを含み、
　マトリックス成分がグリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコール系アクリレート
樹脂(B)とからなり、
　マトリックス成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が固形分として１０
～８０重量％の範囲にあることを特徴とする透明被膜付基材。
【請求項７】
　前記非グリコール系アクリレート樹脂(B)が、非グリコール系２官能アクリレート樹脂(
B1)と、非グリコール系３官能アクリレート樹脂、非グリコール系４官能アクリレート樹
脂および非グリコール系６官能アクリレート樹脂から選ばれる１種以上の非グリコール系
アクリレート樹脂(B2)との混合物からなり、
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)
が固形分として５～５０重量％の範囲にあることを特徴とする請求項６に記載の透明被膜
付基材。
【請求項８】
　前記導電性酸化物微粒子が酸化錫、ＳｂまたはＰがドープされた酸化錫、酸化インジウ
ム、ＳｎまたはＦがドーピングされた酸化インジウム、５酸化アンチモン、低次酸化チタ
ンから選ばれる１種以上であることを特徴とする請求項６または７に記載の透明被膜付基
材。
【請求項９】
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　前記導電性酸化物微粒子の平均粒子径が５～２００ｎｍの範囲にあることを特徴とする
請求項６～８のいずれかに記載の透明被膜付基材。
【請求項１０】
　前記導電性酸化物微粒子の透明被膜中の含有量が固形分として１０～８０重量％の範囲
にあることを特徴とする請求項６～９のいずれかに記載の透明被膜付基材。
【請求項１１】
　前記透明被膜の膜厚が３０ｎｍ～２０μｍの範囲にあることを特徴とする請求項６～１
０のいずれかに記載の透明被膜付基材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基材との密着性、耐擦傷性、膜硬度等に優れるとともに、帯電防止性能、透
明性、ヘーズ等に優れた透明被膜形成用塗料および透明被膜付基材とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス、プラスチックシート、プラスチックレンズ等の基材表面の耐擦傷性を向上させ
るため、基材表面にハードコート膜を形成することが知られており、このようなハードコ
ート膜として有機樹脂膜あるいは無機膜をガラスやプラスチック等の表面に形成すること
が行われている。さらに、有機樹脂膜あるいは無機膜中に樹脂粒子あるいはシリカ等の無
機粒子を配合してさらに基材との密着性、耐擦傷性等を向上させることが行われている。
【０００３】
　また、表示装置等の基材に帯電防止性能、電磁波遮蔽性能を付与するために金属微粒子
、導電性の酸化物微粒子を含む導電性被膜を基材表面に形成することも行われている（特
許文献１：特開２００３－１０５２６８号公報）。このとき、導電性の酸化物微粒子とし
て、酸化錫、Ｆ、ＳｂまたはＰをドープした酸化錫、酸化インジウム、ＳｎまたはＦをド
ープした酸化インジウム、５酸化アンチモン、低次酸化チタン等を用いることが開示され
ている。
【０００４】
　本願発明者らは、ハードコート膜自体に帯電防止性能を付与するために五酸化アンチモ
ン微粒子を配合したハードコート膜を開示している（特許文献２：特開２００４－５０８
１０号公報）。さらに、鎖状五酸化アンチモン微粒子を透明被膜に配合することで、透明
被膜に帯電防止性能を付与することも提案している（特許文献３：特開２００５－１３９
０２６公報）。
【０００５】
　前記した従来の導電性被膜あるいはハードコート膜等の透明被膜には、前記導電性微粒
子のバインダーあるいはマトリックス成分として、有機珪素化合物の加水分解重縮合物で
あるシリコーン系マトリックス成分、あるいは、有機樹脂系マトリックス成分として、た
とえば、ポリエステル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアミド樹脂、ウレタン樹脂、フ
ェノール樹脂、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アクリル樹脂などの塗料用樹脂
が用いられている。
【特許文献１】特開２００３－１０５２６８号公報
【特許文献２】特開２００４－５０８１０号公報
【特許文献３】特開２００５－１３９０２６公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、導電性の高い金属微粒子を透明被膜に用いた場合は、特に膜厚の場合着
色が顕著になる問題があった。
　また、前記導電性の酸化物微粒子を用いた場合、帯電防止性能を向上させるために、例
えば、被膜中の導電性酸化物微粒子の含有量を多くすれば膜の強度、基材との密着性等が
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不充分となる場合があり、また、この場合、用途によって膜厚を厚くすると着色する問題
があった。さらに、五酸化アンチモン微粒子、あるいは酸化錫微粒子を用いた場合、得ら
れるハードコート膜、透明被膜の表面抵抗値が比較的高く、このため帯電防止性能が不充
分であり、このため、導電性の高い、Ｓｂをドープした酸化錫（ＡＴＯ）あるいはＳｎを
ドープした酸化インジウム（ＩＴＯ）を配合して用いると、膜厚が０．５μｍ以上の透明
被膜では着色する問題が発生し、また、着色した透明被膜付基材を用いた表示装置では、
例えば、外観が問題になるほか、読み込み、書き込みを阻害するという新たな問題点もあ
った。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような状況の下、導電性酸化物微粒子を使用する場合に生じる問題を解消すべく鋭
意検討した結果、マトリックス成分として、グリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリ
コール系アクリレート樹脂(B)とを所定比で混合して用いると、透明性および導電性が著
しく向上することを見いだして本発明を完成するに至った。
【０００８】
　本発明の構成は以下の通りである。
[1]導電性酸化物微粒子とマトリックス形成成分と溶媒とからなる透明被膜形成塗料であ
って、
　マトリックス形成成分がグリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコール系アクリレ
ート樹脂(B)とからなり、
　マトリックス形成成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が、固形分とし
て１０～８０重量％の範囲にある透明被膜形成塗料。
[2]前記非グリコール系アクリレート樹脂(B)が、
　非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)と、非グリコール系３官能アクリレート樹
脂、非グリコール系４官能アクリレート樹脂および非グリコール系６官能アクリレート樹
脂から選ばれる１種以上の非グリコール系アクリレート樹脂(B2)との混合物からなり、
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)
が固形分として５～５０重量％の範囲にある[1]の透明被膜形成塗料
[3]前記導電性酸化物微粒子が、酸化錫、ＳｂまたはＰがドープされた酸化錫、酸化イン
ジウム、ＳｎまたはＦがドーピングされた酸化インジウム、５酸化アンチモン、低次酸化
チタンから選ばれる１種以上である[1]または[2]の透明被膜形成塗料。
[4]前記導電性酸化物微粒子の平均粒子径が、５～２００ｎｍの範囲にある[1]～[3]の透
明被膜形成塗料。
【０００９】
 [5]塗料中の前記導電性酸化物微粒子の固形分濃度が０．５～４０重量％の範囲にあり、
　前記マトリックス形成成分の固形分濃度が１～４５重量％の範囲にあり、
　塗料中の全固形分濃度が５～５０重量％の範囲にある[1]～[4]の透明被膜形成塗料。
[6]基材と、該基材上に形成された透明被膜とからなり、
　該透明被膜が導電性酸化物微粒子とマトリックス成分とを含み、
　マトリックス成分がグリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコール系アクリレート
樹脂(B)とからなり、
　マトリックス成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が固形分として１０
～８０重量％の範囲にある透明被膜付基材。
[7]前記非グリコール系アクリレート樹脂(B)が、非グリコール系２官能アクリレート樹脂
(B1)と、非グリコール系３官能アクリレート樹脂、非グリコール系４官能アクリレート樹
脂および非グリコール系６官能アクリレート樹脂から選ばれる１種以上の非グリコール系
アクリレート樹脂(B2)との混合物からなり、
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)
が固形分として５～５０重量％の範囲にある[6]の透明被膜付基材。
[8]前記導電性酸化物微粒子が酸化錫、ＳｂまたはＰがドープされた酸化錫、酸化インジ
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ウム、ＳｎまたはＦがドーピングされた酸化インジウム、５酸化アンチモン、低次酸化チ
タンから選ばれる１種以上である[6]または[7]の透明被膜付基材。
[9]前記導電性酸化物微粒子の平均粒子径が５～２００ｎｍの範囲にある[6]～[8]の透明
被膜付基材。
[10]前記導電性酸化物微粒子の透明被膜中の含有量が固形分として１０～８０重量％の範
囲にある[6]～[9]の透明被膜付基材。
[11]透明被膜の膜厚が３０ｎｍ～２０μｍの範囲にある[6]～[10]の透明被膜付基材。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、透明被膜の膜厚によらず、基材との密着性、耐擦傷性、硬度、透明性
等に優れるとともに帯電防止性能、経済性等に優れた透明被膜を形成することができる。
　たとえば、透明被膜の膜厚が概ね３０～３００ｎｍの場合では、表示装置等に有用な帯
電防止性能、経済性等に優れた透明被膜付基材を提供することができる。また、透明被膜
の膜厚が０．３～２０μｍの厚さになっても、着色することなく、耐擦傷性、帯電防止性
能に優れたハードコート膜付基材を提供することができる。また、特定のマトリックスと
導電性酸化物微粒子とを組合わせているので、透明性および導電性が向上し、表示装置等
に用いた場合、耐擦傷性、帯電防止性能等に加えて着色することもなく、透明性が高く、
読込性、書込性に優れた表示装置等を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　まず、本発明に係る透明被膜形成用塗料について説明する。
［透明被膜形成用塗料］
　本発明に係る透明被膜形成用塗料は、導電性酸化物微粒子とマトリックス形成成分と溶
媒とからなる。
導電性酸化物微粒子
　導電性酸化物微粒子は従来公知の導電性酸化物微粒子を用いることでき、例えば、酸化
錫、ＳｂまたはＰがドープされた酸化錫、酸化インジウム、ＳｎまたはＦがドーピングさ
れた酸化インジウム、酸化アンチモン、低次酸化チタン等の導電性酸化物微粒子から選ば
れる１種または２種以上は好適に用いることができる。
【００１２】
　これらの導電性酸化物微粒子は導電性が高く、透明被膜に配合すると、透明被膜に帯電
防止性能を付与できる。
　導電性酸化物微粒子の平均粒子径は５～２００ｎｍ、さらには１０～１００ｎｍの範囲
にあることが好ましい。
【００１３】
　なお、導電性酸化物微粒子が小さすぎると、透明被膜形成用塗料中で粒子が凝集しやす
くなったり、粒界抵抗が大きくなったりするため、得られる透明被膜の帯電防止性能が不
充分となる場合がある。導電性酸化物微粒子が大きすぎると、得られる透明被膜の透明性
が低下したり、ヘーズが高くなる場合があり、さらには、透明被膜中で導電パスを形成し
にくく、帯電防止性能が不充分となる場合がある。
【００１４】
　本発明で用いる導電性酸化物微粒子は、加水分解性有機ケイ素化合物および／または界
面活性剤により表面処理されたものであってもよい。
　加水分解性有機珪素化合物としては、下記式(1)で表される有機珪素化合物が用いられ
る。またかかる加水分解性有機珪素化合物にはシランカップリング剤も含まれる。
Ｒn-ＳiＸ4-n                （１）
（但し、式中、Ｒは炭素数１～１０の非置換または置換炭化水素基であって、互いに同一
であっても異なっていてもよい。Ｘ：炭素数１～４のアルコキシ基、シラノール基、ハロ
ゲン、水素、ｎ：０～３の整数）
　具体的には、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロポキシシシラ
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ン、テトラブトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、フ
ェニルトリメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、
ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン
、イソブチルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラ
ン、ビニルトリス（β-メトキシエトキシ）シラン、3,3,3－トリフルオロプロピルトリメ
トキシシラン、メチル-3,3,3－トリフルオロプロピルジメトキシシラン、β－（3,4-エポ
キシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシメチルトリメトキシ
シラン、γ-グリシドキシメチルトリエキシシラン、γ-グリシドキシエチルトリメトキシ
シラン、γ-グリシドキシエチルトリエトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメト
キシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルト
リエトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、γ－（β-グリシドキ
シエトキシ）プロピルトリメトキシシラン、γ-（メタ）アクリロオキシメチルトリメト
キシシラン、γ-（メタ）アクリロオキシメチルトリエキシシラン、γ-（メタ）アクリロ
オキシエチルトリメトキシシラン、γ-（メタ）アクリロオキシエチルトリエトキシシラ
ン、γ-（メタ）アクリロオキシプロピルトリメトキシシラン、γ-（メタ）アクリロオキ
シプロピルトリメトキシシラン、γ-（メタ）アクリロオキシプロピルトリエトキシシラ
ン、γ-（メタ）アクリロオキシプロピルトリエトキシシラン、ブチルトリメトキシシラ
ン、イソブチルトリエトキシシラン、ヘキシルトリエトキシシラオクチルトリエトキシシ
ラン、デシルトリエトキシシラン、ブチルトリエトキシシラン、イソブチルトリエトキシ
シラン、ヘキシルトリエトキシシラン、オクチルトリエトキシシラン、デシルトリエトキ
シシラン、3-ウレイドイソプロピルプロピルトリエトキシシラン、パーフルオロオクチル
エチルトリメトキシシラン、パーフルオロオクチルエチルトリエトキシシラン、パーフル
オロオクチルエチルトリイソプロポキシシラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラ
ン、Ｎ－β（アミノエチル）γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－β（アミ
ノエチル）γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ-フェニル-γ-アミノプロピルトリ
メトキシシラン、γ-メルカプトプロピルトリメトキシシラン、トリメチルシラノール、
メチルトリクロロシラン等が挙げられる。
【００１５】
　これらのなかでも、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン等の４官能有機珪素
化合物は他の有機珪素化合物を使用する場合に比べて帯電防止性能が高くなる傾向にあり
、好適に用いることができる。その理由は明確ではないが、珪素に直接結合した炭化水素
基がないために、導電性酸化物微粒子の導電性を阻害しないためによりものと考えられる
。
【００１６】
　有機珪素化合物による導電性酸化物微粒子の表面処理量は、導電性酸化物微粒子の平均
粒子径によっても異なるが、有機珪素化合物と導電性酸化物微粒子との重量比（有機珪素
化合物の固形分重量／導電性酸化物微粒子の固形分重量）が０．２以下、好ましくは０．
１以下にあることが望ましい。なお、下限は特に制限されないが、表面処理する場合、前
記重量比の下限が０．０１以上、好ましくは０．０２以上あればよい。
【００１７】
　表面処理量は、マトリックス形成成分、溶媒への均一な分散性が得られる範囲でできる
だけ少ない処理量とすることがことが好ましい。
　前記重量比が大きすぎると、導電性酸化物微粒子の表面が有機珪素化合物で厚く被覆さ
れるようになり、導電性酸化物微粒子自体の導電性が低下し、帯電防止性能が不充分とな
る場合がある。
【００１８】
　表面処理は、例えば、導電性酸化物微粒子のアルコール分散液に前記した有機珪素化合
物を所定量加え、これに水を加え、必要に応じて有機珪素化合物の加水分解用触媒として
酸またはアルカリを加えて有機珪素化合物を加水分解する等従来公知の方法を採用するこ
とができる。
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【００１９】
　また、前記した導電性酸化物微粒子は、上記有機珪素化合物の代りに、あるいは、有機
珪素化合物とともに、陰イオン界面活性剤および／または非イオン界面活性剤で表面処理
されていてもよい。
【００２０】
　界面活性剤としては、プロピレングリコールステアリン酸エステル、ポリオキシエチレ
ンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキレンアルキルエーテル、イソステアリル
グリセリルエーテル、モノラウリル酸ポリエチレングリコール、モノステアリン酸ポリエ
チレングリコール、ジステアリン酸ポリエチレングリコール、ジステアリン酸エチレング
リコール、ポリオキシエチレントリデシルエーテル、ポリオキシアルキレントリデシルエ
ーテル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンラウリルエーテル
、ポリオキシアルキレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンイソデシルエーテル、ポ
リオキシアルキレンアルキルエーテルリン酸エステル、ポリオキシエチレンノリルフェノ
ールホスフェート、ポリオキシエチレンノリルフェノールエーテル、ポリオキシエチレン
オクチルフェニルエーテル等の非イオン性界面活性剤、ポリエキシエチレンラウリルエー
テル硫酸ナトリウム、ポリエキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム、ポリエキ
シエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、
アルキルジフェニルエーテルジスルフォン酸ナトリウム、ジオクチルスルホサクシネート
ナトリウム等の陰イオン性界面活性剤等およびこれらの混合物が挙げられる。
【００２１】
　界面活性剤による表面処理は、例えば、導電性酸化物微粒子分散液に前記界面活性剤を
添加し、所望量を吸着あるいは結合させることによって調製することができる。
　このときの、界面活性剤による導電性酸化物微粒子の表面処理量は、導電性酸化物微粒
子の平均粒子径によっても異なるが、界面活性剤と導電性酸化物微粒子との重量比（界面
活性剤の重量／導電性酸化物微粒子の固形分としての重量）は０．０１～０．２さらには
０．０２～０．１の範囲にあることが好ましい。
【００２２】
　前記重量比が大きすぎると、導電性酸化物微粒子の表面が界面活性剤で厚く被覆される
ようになり、導電性酸化物微粒子自体の導電性が低下し、帯電防止性能が不充分となる場
合がある。
マトリックス形成成分
　本発明に用いるマトリックス形成成分はグリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコ
ール系アクリレート樹脂(B)とからなっている。マトリックス形成成分は。上記アクリレ
ート樹脂(A)および(B)の未硬化物であり、重合反応前のものである。
グリコール系アクリレート樹脂（A）
　グリコール系アクリレート樹脂(A)としては、ポリエチレングリコールジアクリレート
、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、
ポリプロピレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジメタクレート、ネ
オペンチルグリコールジメタクリレート、トリプロピレングリコールジメタクリレート、
エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエ
チレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート等およ
びこれらの混合物が挙げられる。グリコール系アクリレート樹脂(A)を配合することで、
その理由は明確でないものの、導電性を向上させる効果がある。
【００２３】
　マトリックス形成成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量は、固形分換算
で、１０～８０重量％、さらには２０～６０重量％の範囲にあることが好ましい。マトリ
ックス形成成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が少ないと、導電性向上
効果が不充分となり、得られる透明被膜の帯電防止性能が不充分となる場合がある。マト
リックス形成成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が多すぎると、膜が基
材との密着性、耐擦傷性が不充分となる場合がある。
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非グリコール系アクリレート樹脂(B)
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)としては、１,４－ブタンジオールジメタクレート
、１,６－ヘキサンジオールジメタクレート、１,９－ノナンジオールジメタクレート、１
,１０－デカンジオールジメタクリレート、グリセリンジメタクリレート、２ヒドロキシ
－３－アクリロイロキシプロピルメタクリレート、１,６－ヘキサンジオールジアクリレ
ート、１,９－ノナンジオールジアクレート、ジメチロール-トリシクロデカンジアクリレ
ート、２-ヒドロキシ－３-アクリロイロキシプロピルメタクレート等の非グリコール系２
官能アクリレート樹脂、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチロールプロパ
ントリアクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、ペンタエリスリトー
ルヘキサメチレンジイソシアネートウレタンプレポリマー等の３官能（ウレタン）アクリ
レート樹脂、ペンタエリストールテトラアクリレート等の４官能アクリレート樹脂、ジペ
ンタエリスルトールヘキサアクリレート等の６官能アクリレート樹脂およびこれらの混合
物が挙げられる。
【００２４】
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)を配合することで、その理由は明確でないものの
、カーリング防止性や、密着性、耐擦傷性を向上する効果がある。
　一方、マトリックス形成成分中の非グリコール系アクリレート樹脂(B)の含有量が固形
分として２０～９０重量％、さらには４０～８０重量％の範囲にあることが好ましい。マ
トリックス形成成分中の非グリコール系アクリレート樹脂(B)の含有量が少ないと、基材
などとの密着性、耐擦傷性等が不充分となる場合がある。
【００２５】
　マトリックス形成成分中の非グリコール系アクリレート樹脂(B)の含有量が多すぎると
、グリコール系アクリレート樹脂(A)が少なくなるために導電性向上効果が不充分となり
、得られる透明被膜の帯電防止性能が不充分となる場合がある
　本発明では、非グリコール系アクリレート樹脂(B)が、非グリコール系２官能アクリレ
ート樹脂(B1)と、非グリコール系３官能アクリレート樹脂、非グリコール系４官能アクリ
レート樹脂および非グリコール系６官能アクリレート樹脂から選ばれる１種以上の非グリ
コール系多官能アクリレート樹脂(B2)との混合物からなる。
【００２６】
　非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)を含むことで、膜の収縮が抑えられ、透明
被膜付基材のカーリングや基材との密着性低下が抑制できる。また、非グリコール系多官
能アクリレート樹脂(B2)を含むことで、基材との密着性、耐擦傷性等を高めることができ
る。
【００２７】
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)
が固形分として５～５０重量％、さらには１０～４０重量％の範囲にあることが好ましい
。非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)の含有量が少ないと、膜の収縮が大きく得
られる透明被膜付基材がカーリングしたり、基材との密着性が不充分となる場合がある。
非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)の含有量が多すぎると、被膜の硬化が不充分
となったり、基材との密着性、耐擦傷性等が不充分となる場合がある。
【００２８】
　また、非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系多官能アクリレート樹
脂(B2)の含有量は固形分として５０～９５重量％、さらには６０～９０重量％の範囲にあ
ることが好ましい。
【００２９】
　非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系多官能アクリレート樹脂(B2)
の含有量が少ないと、耐擦傷性等が不充分となる場合がある。非グリコール系多官能アク
リレート樹脂(B2)の含有量が多すぎると、膜の収縮が大きく得られる透明被膜付基材がカ
ーリングしたり、基材との密着性が不充分となる場合がある。
重合開始剤
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　本発明では、上記導電性酸化物微粒子およびマトリックス形成成分とともに、重合開始
剤が含まれていても良い。重合開始剤としては、公知のものを特に制限なく使用すること
が可能であり、2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、ビス(2
,4,6-トリメチルベンゾイル)フェニルフォスフィンオキサイド、2,4,4-トリメチル-ペン
チルフォスフィンオキサイド、2-ヒドロキシ-メチル-2-メチル-フェニル-プロパン-1-ケ
トン、2,2-ジメトキシ-1,2-ジフェニルエタン-1-オンなどが挙げられる。また、光増感剤
、安定剤、助剤などが含まれていても良い。
溶媒
　本発明に用いる溶媒としては前記マトリックス形成成分、必要に応じて添加される重合
開始剤などを溶解あるいは分散できるとともにＰドープ酸化錫微粒子を均一に分散するこ
とができる従来公知の溶媒を用いることができる。
【００３０】
　具体的には、水；メタノール、エタノール、プロパノール、2-プロパノール（ＩＰＡ）
、ブタノール、ジアセトンアルコール、フルフリルアルコール、テトラヒドロフルフリル
アルコールなどのアルコール類；酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸イソプルピル、酢酸プル
ピル、酢酸イソブチル、酢酸ブチル、酢酸イソペンチル、酢酸ペンチル、酢酸３－メトキ
シブチル、酢酸２－エチルブチル、酢酸シクロヘキシル、エチレングリコールモノアセテ
ート等のエステル類、エチレングリコール、ヘキシレングリコールなどのグリコール類；
ジエチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエ
チルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールイソプルピ
ルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチ
ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プルピレングリコールものエチ
ルエーテルなどのエーテル類を含む親水性溶媒、酢酸プルピル、酢酸イソブチル、酢酸ブ
チル、酢酸イソペンチル、酢酸ペンチル、酢酸３－メトキシブチル、酢酸２－エチルブチ
ル、酢酸シクロヘキシル、エチレングリコールものアセタートなどのエステル類；アセト
ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ブチルメチルケトン、シクロヘキサ
ノン、メチルシクロヘキサノン、ジプロピルケトン、メチルペンチルケトン、ジイソブチ
ルケトン等のケトン類；トルエン等極性溶媒が挙げられる。これらは単独で使用してもよ
く、また２種以上混合して使用してもよい。
塗料組成
　本発明に係る透明被膜形成用塗料中の導電性酸化物微粒子の固形分濃度は０．５～４０
重量％、さらには１～３０重量％の範囲にあることが好ましい。導電性酸化物微粒子の固
形分濃度が低すぎると、透明被膜中の導電性酸化物微粒子の含有量が少なくなり、充分な
帯電防止性能が得られない場合がある。また導電性酸化物微粒子の固形分濃度が高すぎて
も、透明被膜中の導電性酸化物微粒子の含有量が多くなり、マトリックス成分が少ないた
めに耐擦傷性が不充分となる場合がある。
【００３１】
　透明被膜形成用塗料中のマトリックス形成成分の濃度は、固形分としての１～４５重量
％、さらには２～３０重量％の範囲にあることが好ましい。マトリックス形成成分の濃度
が低すぎると、透明被膜中の導電性酸化物微粒子の含有量が多くなり過ぎ、基材との密着
性、耐擦傷性等が不充分となる場合がある。マトリックス形成成分の濃度が高すぎると、
透明被膜中の導電性酸化物微粒子の含有量が少なくなり、充分な帯電防止性能が得られな
い場合がある。
【００３２】
　塗料中の導電性酸化物微粒子とマトリックス形成成分との重量比は、導電性、密着性、
透明性などを鑑み適宜選択されるが、通常（微粒子：マトリックス形成成分）重量比が10
：90～80：20、好ましくは20：80～70：30の範囲にあることが望ましい。
【００３３】
　透明被膜形成用塗料の全固形分濃度(導電性酸化物微粒子、マトリックス形成成分、そ
の他の成分)は５～５０重量％、さらには１０～４５重量％の範囲にあることが好ましい
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。
【００３４】
　透明被膜形成用塗料の全固形分濃度が少なければ、１回の塗布で膜厚が所望の厚さの透
明被膜を得ることが困難な場合があり、繰り返し塗布、乾燥を繰り返すと、得られる透明
被膜の硬度や耐擦傷性が不充分となったり、ヘーズあるいは外観が悪くなったり、生産性
低下する問題がある。透明被膜形成用塗料の全固形分濃度が多すぎれば、塗料の粘度が高
くなり、塗布性が低下したり、得られる透明被膜のヘーズが高くなったり、表面粗さが大
きくなり耐擦傷性が不充分となる場合がある。
【００３５】
　このような透明被膜形成塗料を用いた透明被膜の形成方法は、ディップ法、スプレー法
、スピナー法、ロールコート法、バーコート法、グラビア印刷法、マイクログラビア印刷
法等の周知の方法で基材に塗布し、乾燥し、紫外線照射、加熱処理等常法によって硬化さ
せることによって透明被膜を形成することができる。
【００３６】
　得られた透明被膜付基材の透明被膜の膜厚は、３０ｎｍ～２０μｍの範囲にあることが
好ましい。表面抵抗値が１０5～１０12Ω／□の範囲にあることが好ましい。表面抵抗値
は、導電性酸化物微粒子の量を調整することによって、適宜調整することができる。
【００３７】
　つぎに、本発明に係る透明被膜付基材について説明する。
[透明被膜付基材]
　本発明に係る透明被膜付基材は、基材と、基材上に形成された透明被膜とからなる。
基材
　本発明に用いる基材としては、公知のものを特に制限なく使用することが可能であり、
ガラス、ポリカーボネート、アクリル樹脂、ＰＥＴ、ＴＡＣ等のプラスチックシート、プ
ラスチックフィルム等、プラスチックパネル等があげられる。中でも樹脂系基材は好適に
用いることができる。
透明被膜
　透明被膜は、導電性酸化物微粒子とマトリックス成分とを含み、マトリックス成分がグ
リコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコール系アクリレート樹脂(B)とからなり、マト
リックス成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が固形分として１０～８０
重量％の範囲にある。
(i)導電性酸化物微粒子
　導電性酸化物微粒子は前記した通りである。導電性酸化物微粒子の透明被膜中の含有量
は固形分として１０～８０重量％、さらには２０～７０重量％の範囲にあることが好まし
い。
【００３８】
　透明被膜中の導電性酸化物微粒子の含有量が少なければ、充分な帯電防止性能が得られ
ない場合がある。導電性酸化物微粒子の含有量が多すぎると、透明被膜のヘーズ、透明性
が悪くなる場合があり、また、マトリックス成分が少ないために耐擦傷性が具充分となる
場合がある。
(ii)マトリックス成分
　本発明に用いるマトリックス成分はグリコール系アクリレート樹脂(A)と非グリコール
系アクリレート樹脂(B)とからなる。マトリックス成分は透明被膜中に、20～90重量％、
さらには30～80重量％の範囲で含まれている。かかるマトリックス成分としては前記した
マトリックス形成成分から誘導されるものであり、通常前記マトリックス形成成分の硬化
物や重合物である。
【００３９】
　透明被膜中のマトリックス成分の含有量がすくなすぎると、基材との密着性等が不充分
となり、また、導電性酸化物微粒子の含有量が多すぎて耐擦傷性が低下したり、ヘーズ、
透明性が不充分となる場合がある。透明被膜中のマトリックス成分の含有量が多すぎても
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、充分な帯電防止性能が得られない場合がある。
【００４０】
　また、マトリックス中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が固形分として１
０～８０重量％、さらには２０～６０重量％の範囲にあることが好ましい。マトリックス
成分中のグリコール系アクリレート樹脂(A)の含有量が少ないと、導電性向上効果が不充
分となり、帯電防止性能が不充分となる場合がある。グリコール系アクリレート樹脂(A)
の含有量が多すぎると、基材との密着性、耐擦傷性が不充分となる場合がある。
【００４１】
　一方、マトリックス成分中の非グリコール系アクリレート樹脂(B)の含有量は、固形分
として２０～９０重量％、さらには４０～８０重量％の範囲にあることが好ましい。マト
リックス成分中の非グリコール系アクリレート樹脂(B)の含有量が少なすぎると、基材と
の密着性、耐擦傷性等が不充分となる場合がある。また、非グリコール系アクリレート樹
脂(B)の含有量が多すぎるとグリコール系アクリレート樹脂(A)が少なくなるために導電性
向上効果が不充分となり、得られる透明被膜の帯電防止性能が不充分となる場合がある。
【００４２】
　本発明では、非グリコール系アクリレート樹脂(B)が、非グリコール系２官能アクリレ
ート樹脂(B1)と、非グリコール系３官能アクリレート樹脂、非グリコール系４官能アクリ
レート樹脂および非グリコール系６官能アクリレート樹脂から選ばれる１種以上の非グリ
コール系多官能アクリレート樹脂(B2)との混合物からなり、非グリコール系アクリレート
樹脂(B)中の非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)が固形分として５～５０重量％
、さらには１０～４０重量％の範囲にあることが好ましい。
【００４３】
　非グリコール系２官能アクリレート樹脂(B1)が少なければ、膜の収縮が大きく得られる
透明被膜付基材がカーリングしたり、基材との密着性が不充分となる場合がある。非グリ
コール系２官能アクリレート樹脂(B1)が多すぎると、被膜が硬化が不充分となったり、基
材との密着性、耐擦傷性等が不充分となる場合がある。
【００４４】
　また、非グリコール系アクリレート樹脂(B)中の非グリコール系多官能アクリレート樹
脂(B2)の含有量は固形分として５０～９５重量％、さらには６０～９０重量％の範囲にあ
ることが好ましい。非グリコール系多官能アクリレート樹脂(B2)が少ないと、耐擦傷性等
が不充分となる場合がある。非グリコール系多官能アクリレート樹脂(B2)が多すぎても、
膜の収縮が大きく得られる透明被膜付基材がカーリングしたり、基材との密着性が不充分
となる場合がある。
【００４５】
　透明被膜には、上記の成分の他に、低屈折材料（シリカやフッ化マグネシウム）など、
重合時に使用された重合開始剤、安定剤等が含まれていてもよい。
　基材上に形成される透明被膜の膜厚は３０ｎｍ～２０μｍの範囲にあることが好ましい
。
【００４６】
　３０ｎｍ～３００ｎｍの膜厚の範囲にある透明被膜の場合は、前記導電性酸化物微粒子
が酸化錫、ＳｂまたはＰがドープされた酸化錫、酸化インジウム、ＳｎまたはＦがドーピ
ングされた酸化インジウム、酸化アンチモン、低次酸化チタンから選ばれる１種以上が好
ましい。この場合、透明被膜の膜厚が３０ｎｍ未満の場合は、充分な耐擦傷性、帯電防止
性能が得られない場合がある。透明被膜の膜厚が３００ｎｍを越えると、導電性酸化物微
粒子としてＳｂがドープされた酸化錫（ＡＴＯ）、Ｓｎがドーピングされた酸化インジウ
ム（ＩＴＯ）を用いた場合、粒子の導電性が高く帯電防止性能には優れるものの、着色す
る問題があり、表示装置に用いた場合は、読込、書込不良となる場合がある。この場合の
さらに好ましい透明被膜の膜厚は５０～２００ｎｍの範囲である。
【００４７】
　また、０．３～２０μｍの膜厚の範囲にある透明被膜の場合は、前記同様に酸化錫、Ｓ
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ｂまたはＰがドープされた酸化錫、酸化インジウム、ＳｎまたはＦがドーピングされた酸
化インジウム、酸化アンチモン、低次酸化チタンから選ばれる１種以上の導電性酸化物微
粒子を用いることができる。特に、Ｓｂがドープされた酸化錫（ＡＴＯ）、Ｓｎがドーピ
ングされた酸化インジウム（ＩＴＯ）を用いる場合は着色することなく、充分な帯電防止
性能が得られる程度に透明被膜中の導電性酸化物微粒子の含有量を少なく使用することが
好ましく、具体的には１～３０重量％、さらには２～２０重量％の範囲にあることが好ま
しい。
【００４８】
　本発明では、マトリックス成分に導電性が向上するグリコール系アクリレート樹脂(A)
を用いるので、着色性のＡＴＯ、ＩＴＯ粒子などの導電性酸化物微粒子の含有量を少なく
しても、透明性に優れ、帯電防止性能、耐擦傷性等に優れた透明被膜を得ることができる
。具体的には１０～３０重量％、さらには１５～２５重量％の範囲にしても、優れた導電
性、耐擦傷性、透明性が高く（着色性の少ない）透明被膜を形成でき、従来より使用量を
低減することもできる。
【００４９】
　透明被膜の膜厚が薄すぎると、着色の問題はないものの粒子の導電性が不充分なために
帯電防止性能が不充分となり、透明被膜の膜厚が厚すぎると、膜の収縮によりカーリング
を生じたり、基材との密着性が不充分となる場合がある。この場合のさらに好ましい膜厚
は０．５～１０μｍの範囲である。
【００５０】
　また、本発明に係る透明被膜の表面抵抗値は１０5～１０12Ω／□、さらには１０5～１
０10Ω／□の範囲にあることが好ましい。
　透明被膜の表面抵抗値が１０5Ω／□未満のものは得ることが困難であり、１０12Ω／
□を越えると帯電防止性能が不充分となる。
【００５１】
　このような透明被膜は、上記の透明被膜成形用塗布液を基材表面に塗布した後、加熱（
乾燥）し、樹脂硬化を行うことで作製できる。
　本発明の透明被膜付基材には、透明被膜上に反射防止膜が設けられていてもよい。
【００５２】
　反射防止膜
　本発明に用いる反射防止膜としては、反射防止性能を有していれば特に制限はなく従来
公知の反射防止膜を用いることができる。具体的には、前記透明被膜よりも屈折率が低い
ものであれば反射防止性能を具備している。
【００５３】
　このような反射防止膜は、反射防止膜形成用マトリックスと、必要に応じて低屈折率成
分とからなっている。
　反射防止膜形成用マトリックスとは、反射防止膜を形成しうる成分であり、基材との密
着性や硬度および塗工性等の点から選択して用いることができる。具体的には、前記透明
被膜と同様のマトリックス成分を使用することができる。
【００５４】
　また、マトリックス成分として有機珪素化合物の加水分解物を用いることも可能である
。
具体的には、たとえば、アルコキシシランとアルコールの混合液に、水および触媒として
の酸またはアルカリを加えることにより、アルコキシシランの部分加水分解物が好適に使
用される。
【００５５】
　有機珪素化合物としては、一般式ＲnＳｉ（ＯＲ'）4-n［Ｒ、Ｒ'：アルキル基、アリー
ル基、ビニル基、アクリル基、等の炭化水素基、ｎ＝０，１，２，または３］で表される
アルコキシシランを用いることができる。特にテトラメトキシシラン、テトラエトキシシ
ラン、テトライソプロポキシシランなどのテトラアルコキシシランが好ましく用いられる
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。
【００５６】
　任意で含まれていてもよい低屈折率成分としては、ＣａＦ2、ＮａＦ、ＮａＡｌＦ6、Ｍ
ｇＦ等の低屈折率物質の他、シリカ系粒子（シリカ粒子、シリカ中空粒子、シリカ・アル
ミナ複合酸化物粒子）、多孔質シリカ系粒子等が挙げられる。
【００５７】
　たとえば、本願出願人の出願による特開平７－１３３１０５号公報に開示した多孔性の
無機酸化物微粒子の表面をシリカで被覆した複合酸化物微粒子を用いると屈折率が低く反
射防止性能に優れた反射防止膜を得ることができる。
【００５８】
　反射防止膜中の低屈折率成分の含有量は９０重量％以下、さらには５０重量％以下であ
ることが好ましい。低屈折率成分の含有量が、多すぎると、被膜の強度や低下したり、透
明被膜との密着性が不足することがある。
【００５９】
　反射防止膜の厚さは５０～３００ｎｍ、さらには８０～２００ｎｍの範囲にあることが
好ましい。この範囲にあると、膜の強度が高く、反射防止性能等にも優れた反射防止膜を
形成できる。
【００６０】
　このような反射防止膜の屈折率は、低屈折率成分と樹脂等マトリックスとの混合比率お
よび使用する樹脂等の屈折率によっても異なるが、通常１．２８～１．５０の範囲にある
ことが好ましい。反射防止膜の屈折率が１．５０を越えると基材の屈折率にもよるが、反
射防止性能が不充分となることがあり、屈折率が１．２８未満のものは得ることが困難で
ある。
【００６１】
　反射防止膜は、上記した反射防止膜形成用マトリックスと、必要に応じて低屈折率成分
と溶媒とを含む反射防止膜形成用塗布液を塗布することで形成される。使用される溶媒と
しては、いずれも容易に蒸散し、得られる反射防止膜に悪影響を及ぼすことの無いもので
あれば特に制限はない。
【００６２】
　反射防止膜の形成方法としては、特に制限されるものではなく、前記した透明被膜の形
成と同様に、ディップ法、スプレー法、スピナー法、ロールコート法などの周知の方法で
基材に塗布し、乾燥すればよく、特に形成成分が熱硬化性樹脂の場合は加熱処理、紫外線
照射処理、電子線照射処理などにより、反射防止膜膜の硬化を促進させてもよく、また形
成成分に加水分解性有機ケイ素化合物が含まれている場合は加水分解性有機ケイ素化合物
の加水分解・重縮合を促進させてもよい。
【００６３】
　以上のように本発明は、導電性酸化物微粒子とマトリックス形成成分がグリコール系ア
クリレート樹脂(A)と非グリコール系アクリレート樹脂(B)とからなっているので導電性が
高く、基材との密着性、耐擦傷性、膜硬度、透明性等に優れるとともに帯電防止性能、経
済性にも優れた透明被膜の形成に好適に用いることのできる透明被膜形成用塗料および該
透明被膜形成用塗料を用いて形成された透明被膜付基材を提供することができる。
[実施例]
以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により
限定されるものではない。
[実施例1]
透明被膜形成用塗料(1)の調製
(i)Ｐドープ酸化錫微粒子の調製
　純水８０６０ｇに硝酸アンモニウム１３ｇと１５％アンモニア水２０ｇを入れ攪拌し、
５０℃に昇温した。この中に純水４２９０ｇに錫酸カリウム１５１９ｇを溶解した液を１
０時間かけてローラーポンプで添加した。このときｐＨコントローラーでｐＨを８．８に
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保つよう濃度１０重量％の硝酸を添加して調整した。添加終了後、１時間５０℃をキープ
し、濃度１０重量％の硝酸を添加しｐＨを３．０まで下げた。
【００６４】
　次に限外濾過膜で濾水電導度が１０μＳ／ｃｍになるまで純水で洗浄した後、限外濾過
膜で濃縮し取り出した。このとき取り出した液量は６０００ｇで固形分（ＳｎＯ2）濃度
は１２重量％であった。このスラリーの中に濃度１６重量％のリン酸水溶液２６４ｇを添
加し、０．５時間攪拌した。これを乾燥し、７００℃で２時間焼成して、Ｐドープ酸化錫
微粒子を調製した。
【００６５】
　得られたＰドープ酸化錫微粒子(1)の平均粒子径は１５ｎｍ、体積抵抗値は５０００Ω
・ｃｍであった。
(ii)表面処理Ｐドープ酸化錫微粒子分散液の調製
　Ｐドープ酸化錫微粒子２１７ｇ、イオン交換水３３５ｇを２Ｌガラスビーカーに入れ、
濃度２０重量％のＫＯＨ水溶液５０ｇを加えた後、石英ビーズ（０．１５ｍｍ）１０００
ｇを入れ、ビーズミルで充分に撹拌して粉砕分散させた後、３２５メッシュ（目開き４４
ミクロン）のステンレス製金網で石英ビーズと分散液を分離し、さらに、金網上に残った
石英ビーズをイオン交換水１５６０ｇで洗浄した液を充分に混合し、この液を９０℃１時
間熱処理した後、室温まで冷却し、陰イオン交換樹脂９６ｇを入れ1時間攪拌した後、陰
イオン交換樹脂を分離、次に陽イオン交換樹脂９６ｇを入れ1時間攪拌した後、陽イオン
樹脂を分離してＰドープ酸化錫微粒子水分散液（濃度１０重量％）を得た。
【００６６】
　ついで、濃度１０重量％のＰドープ酸化錫微粒子の水散液２０００ｇに、カップリング
剤として正珪酸エチル（多摩化学製 エチルシリケート２８　SiO2成分２８．８％）を２
０．８ｇ（Ｐドープ酸化錫微粒子(10)との重量比＝１００／３）と、メタノール２０００
ｇを入れ５０℃で１８時間攪拌し表面処理を行った。このあと、エタノールに溶媒置換し
て濃度３０重量％のシランカップリング材で表面処理したＰドープ酸化錫微粒子(1)分散
液を調製した。
(iii)透明被膜形成用塗料(1)の調製
　表面処理したＰドープ酸化錫微粒子分散液５０ｇに、グリコール系アクリレート樹脂と
してポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４０
０）１２．５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として１、６－ヘサンジオー
ルジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）７．５ｇと非グリコー
ル系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（共栄社
化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１５ｇとイソプロピルアルコール５５ｇ
とブチルセロソルブ２６．７ｇと光開始剤2,4,6-トリメチルベンゾイルジフェニルフォス
フィンオキサイド（ビーエーエスジャパン（株）製：ルシリンＴＰＯ）１．４ｇとを混合
して透明被膜形成用塗布液(1)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-1)の製造
　透明被膜形成用塗布液(1)をＰＥＴフィルム（厚さ：１８８μｍ、屈折率：１．６５全
光線透過率９０．０％、ヘーズ０．６％）にバーコーター法（バー＃１４）で塗布し、８
０℃で１分間乾燥した後、高圧水銀灯（１２０Ｗ／ｃｍ）を搭載した紫外線照射装置（日
本電池製ＵＶ照射装置ＣＳ３０Ｌ２１－３）で６００ｍＪ/ｃｍ2照射して硬化させ、透明
被膜付基材(F-1)を調製した。このときの透明被膜の厚さは４μｍであった。得られた透
明被膜の表面抵抗を、表面抵抗計（三菱化学（株）製：ハイレスタ）にて測定し、結果を
表１に示す。
【００６７】
　また、全光線透過率およびヘーズをヘーズメーター（スガ試験機（株）製）により測定
し、結果を表１に示す。また、着色性について、目視による観察を行い、以下の基準で評
価し、結果を表に示す。
【００６８】
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　評価
・着色性
　着色性を以下の観点で評価した。
ハードコート膜が透明で着色が全く認められない　　　　　　：◎
ハードコート膜が透明で着色が僅かに認められる　　　　　　：○
ハードコート膜が透明性を有しているが着色が認められる　　：△
ハードコート膜が不透明で着色が認められる　　　　　　　　：×
　さらに、鉛筆硬度、耐擦傷性および密着性を以下の方法および評価基準で評価し、結果
を表１に示す。
・鉛筆硬度の測定
　ＪＩＳ－Ｋ－５４００に準じて鉛筆硬度試験器により測定した。
・耐擦傷性の測定
　＃００００スチールウールを用い、荷重５００ｇ／ｃｍ2で５０回摺動し、膜の表面を
目視観察し、以下の基準で評価し、結果を表に示す。
【００６９】
　評価基準：
　筋条の傷が認められない　　：◎
　筋条に傷が僅かに認められる：○
　筋条に傷が多数認められる　：△
　面が全体的に削られている　：×
・密着性
　透明被膜付基材(F-1)の表面にナイフで縦横１ｍｍの間隔で１１本の平行な傷を付け１
００個の升目を作り、これにセロハンテープ（登録商標）を接着し、ついで、セロハンテ
ープ（登録商標）を剥離したときに被膜が剥離せず残存している升目の数を、以下の４段
階に分類することによって密着性を評価した。結果を表１に示す。
残存升目の数９５個以上　：◎
残存升目の数９０～９４個：○
残存升目の数８５～８９個：△
残存升目の数８４個以下　：×
[実施例２]
(iii)透明被膜形成用塗料(2)の調製
　実施例１と同様にして調製した表面処理したＰドープ酸化錫微粒子分散液５０ｇに、グ
リコール系アクリレート樹脂ポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製
：ＮＫエステルＡ－４００）５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂１、６－ヘ
サンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）１２．５ｇ
と非グリコール系６官能アクリレート樹脂ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（
共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１７．５ｇと、イソプロピルアル
コール５５ｇとブチルセロソルブ２６．７ｇと、光開始剤2,4,6-トリメチルベンゾイルジ
フェニルフォスフィンオキサイド（ビーエーエスジャパン（株）製：ルシリンＴＰＯ）１
．４ｇとを混合して透明被膜形成用塗布液(2)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-2)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(2)を用いた以外は同様にして透明被膜付基
材(F-2)を調製した。透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆
硬度、耐擦傷性および密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例3]
(iii)透明被膜形成用塗料(3)の調製
　実施例１と同様にして調製した表面処理したＰドープ酸化錫微粒子分散液５０ｇに、グ
リコール系アクリレート樹脂ポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製
：ＮＫエステルＡ－４００）１７．５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂１、
６－ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）２．
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５ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂ジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
ト（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１５ｇとイソプロピルアルコ
ール５５ｇとブチルセロソルブ２６．７ｇと光開始剤２．４．６－トリメチルベンゾイル
ジフェニルフォスフィンオキサイド（ビ－エーエスジャパン（株）製：ルシリンＴＰＯ）
１．４ｇとを混合して透明被膜形成用塗布液(3)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-3)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(3)を用いた以外は同様にして透明被膜付基
材(F-3)を調製した。透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆
硬度、耐擦傷性および密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例4]
(iii)透明被膜形成用塗料(4)の調製
　実施例１において、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子分散液５０ｇに、グリコール系
アクリレート樹脂としてポリプロピレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：
ＮＫエステルＡＰＧ－４００）１２．５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂と
して１、９－ノナンジオールジアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレート１
，９ＮＤ－Ａ）７．５ｇと非グリコール系４官能アクリレート樹脂としてペンタエリスリ
トールテトラアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＰＥ-４Ａ）１５ｇ
とを混合した以外は同様にして透明被膜形成用塗布液(4)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-4)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(4)を用いた以外は同様にして透明被膜付基
材(F-4)を調製した。
【００７０】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例5]
(iii)透明被膜形成用塗料(5)の調製
　実施例１において、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子分散液５０ｇに、グリコール系
アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：Ｎ
ＫエステルＡ－６００）１２．５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として３
メチル－１，５－ペンタンジオールジアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレ
ートＭＰＤ－Ａ）７．５ｇと非グリコール系３官能アクリレート樹脂としてペンタエリス
リトールトリアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＰＥ-３Ａ）１５ｇ
とを混合した以外は同様にして透明被膜形成用塗布液(5)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-5)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(5)を用いた以外は同様にして透明被膜付基
材(F-5)を調製した。透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆
硬度、耐擦傷性および密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例6]
(iii)透明被膜形成用塗料(6)の調製
　実施例１において、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子分散液３７．５ｇに、グリコー
ル系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製
：ＮＫエステルＡ－４００）２０ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として１
、６－ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）１
０．５ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサ
アクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１２ｇとを混合し
た以外は同様にして透明被膜形成用塗布液(6)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-6)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(6)を用いた以外は同様にして透明被膜付基
材(F-6)を調製した。透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆
硬度、耐擦傷性および密着性を評価し、結果を表に示す。
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[実施例7]
(iii)透明被膜形成用塗料(7)の調製
　実施例１において、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子分散液１００ｇに、グリコール
系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：
ＮＫエステルＡ－４００）２．５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として１
、６－ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）２
．５ｇと、非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサ
アクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１５ｇとを混合し
た以外は同様にして透明被膜形成用塗布液(7)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-7)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(7)を用いた以外は同様にして透明被膜付基
材(F-7)を調製した。透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆
硬度、耐擦傷性および密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例8]
(iii)透明被膜形成用塗料(8)の調製
　スズドープ酸化インジウム微粒子（触媒化成工業（株）製：ＥＬＣＯＭ　ＴＬ－１３０
、ＳｎＯ2含有量８重量％、平均粒子径２０ｎｍ、体積抵抗値０．０５Ω・ｃｍ）６０ｇ
とエタノール１４０ｇを、２Ｌガラスビーカーに入れ、アセチルアセトン１．８ｇ、６１
％硝酸水０．０２ｇを加えた後、石英ビーズ（０．１５ｍｍ）１０００ｇを入れ、ビーズ
ミルで充分に撹拌して粉砕分散させた後、３２５メッシュ（目開き４４ミクロン）のステ
ンレス製金網で石英ビーズと分散液を分離し、さらに、金網上に残った石英ビーズをエタ
ノール１００ｇで洗浄した液を充分に混合してスズドープ酸化インジウム微粒子分散液（
濃度２０重量％）を得た。
【００７１】
　これに界面活性剤としてポリエキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル（第一工
業製薬（株）製：プライサーフ２１７Ｅ）０．６ｇを添加し３０分間攪拌して、固形分濃
度２０重量％の表面処理したスズドープ酸化インジウム微粒子のアルコール分散液を調製
した。
【００７２】
　ポリエキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステルの界面活性剤で表面処理したスズ
ドープ酸化インジウム微粒子分散液３７．５ｇに、グリコール系アクリレート樹脂として
ポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４００）
１５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として１、６－ヘサンジオールジアク
リレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）１０ｇと非グリコール系６官能
アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（共栄社化学(株)製
：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１７．５ｇとイソプロピルアルコール５５ｇとブチ
ルセロソルブ３０ｇと光開始剤２．４．６－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィ
ンオキサイド（ビ－エーエスジャパン（株）製：ルシリンＴＰＯ）１．７ｇとを混合して
透明被膜形成用塗布液(8)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-8)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(8)を用いた以外は同様にして透明被膜付基
材(F-8)を調製した。透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆
硬度、耐擦傷性および密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例9]
(iii)透明被膜形成用塗料(9)の調製
　アンチモンドープ酸化錫微粒子（触媒化成工業（株）製：ＥＬＣＯＭ　ＴＬ－３０ＨＫ
、Ｓｂ2Ｏ5含有量１６重量％、平均粒子径８ｎｍ、体積抵抗値１．０Ω・ｃｍ）６０ｇを
濃度４．３重量％の水酸化カリウム水溶液１４０ｇに分散させ、分散液を３０℃に保持し
ながらサンドミルで３時間粉砕してゾルを調製した。
【００７３】
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　このゾルをイオン交換樹脂でｐＨが３．０になるまで脱アルカリイオン処理を行い、つ
いで、純水を加えて固形分濃度２０重量％のＳｂド－プ酸化錫微粒子分散液を調製した。
このＳｂド－プ酸化錫微粒子分散液のＰＨは３．３であった。また、平均粒子径は８ｎｍ
であった。
【００７４】
　次いで、濃度２０重量％のＳｂド－プ酸化錫微粒子分散液１００ｇを２５℃に調整し、
テトラエトキシシラン（多摩化学（株）製：正珪酸エチル、ＳｉＯ2濃度２８．８％）４
．０ｇを３分で添加した後、３０分攪拌を行った。その後エタノ－ル１００ｇを１分かけ
て添加し、５０℃に３０分間で昇温、１５時間過熱処理を行った。このときの固形分濃度
は１０重量％であった。
【００７５】
　限外濾過膜にて分散媒の水、エタノ－ルをエタノ－ルに置換し、固形分濃度２０重量％
の表面処理したＳｂドープ酸化錫微粒子分散液を調製した。
　表面処理したＳｂドープ酸化錫微粒子分散液５０ｇに、グリコール系アクリレート樹脂
としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４
００）１５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として１、６－ヘサンジオール
ジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）７．５ｇと非グリコール
系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（共栄社化
学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１７．５ｇとイソプロピルアルコール４５
ｇとブチルセロソルブ３０ｇと光開始剤２．４．６－トリメチルベンゾイルジフェニルフ
ォスフィンオキサイド（ビーエーエスジャパン（株）製：ルシリンＴＰＯ）１．６ｇとを
混合して透明被膜形成用塗布液(9)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-9)の製造
　透明被膜形成用塗布液(9)をＰＥＴフィルム（厚さ：１８８μｍ、屈折率：１．６５全
光線透過率９０．０％、ヘーズ０．６％）にバーコーター法（バー＃１４）で塗布し、８
０℃で１分間乾燥した後、高圧水銀灯（１２０Ｗ／ｃｍ）を搭載した紫外線照射装置（日
本電池製ＵＶ照射装置ＣＳ３０Ｌ２１－３）で６００ｍＪ/ｃｍ2照射して硬化させ、透明
被膜付基材(F-9)を調製した。このときの透明被膜の厚さは４μｍであった。
【００７６】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例10]
(iii)透明被膜形成用塗料(10)の調製
　純水８０００ｇに苛性カリ（旭硝子(株)製：純度８５％）２５０ｇを溶解した溶液中に
三酸化アンチモン（日本精鉱(株)製；パテックスＭ）５００ｇを懸濁した。この懸濁液を
９５℃に加熱し、過酸化水素水（林純薬(株)製：特級、濃度３５重量％）１５０ｇを純水
５００ｇで希釈した水溶液を９時間で添加し、三酸化アンチモンを溶解し、その後、１１
時間熟成した。ついで、冷却後、得られた溶液から８０００ｇをとり、この溶液を純水４
８ｋｇで希釈し、陽イオン交換樹脂（三菱化学(株)製：ｐｋ－２１６）でｐＨが３．５に
なるまで処理して脱イオンを行った。脱イオンして得られた溶液を温度７０℃で１０時間
熟成した後、限外膜で濃縮して固形分濃度１４％の五酸化アンチモンからなる導電性微粒
子分散液を調製した。この導電性微粒子分散液のｐＨは４．０であった。導電性微粒子の
平均粒子径は２０ｎｍであった。
【００７７】
　得られた導電性微粒子分散液１０００ｇを２５℃に調整し、テトラエトキシシラン（多
摩化学(株)製：正珪酸エチル、ＳｉＯ2濃度２８．８％）２５ｇを３分で添加した後、３
０分攪拌を行った。その後メタノ－ル１０００ｇを１分かけて添加し、５０℃に３０分間
で昇温、１９時間過熱処理を行った。このときの固形分濃度は７重量％であった。
【００７８】
　限外濾過膜にて分散媒の水、メタノ－ルをメタノ－ルに置換し、固形分濃度２０重量％
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のシリカで被覆した五酸化アンチモン微粒子分散液を調製した。この五酸化アンチモン微
粒子分散液（平均粒子径２０ｎｍ、体積抵抗値５００Ω・ｃｍ）４００ｇにシランカップ
リング剤としてγ-メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン（信越化学（株）製：KBM
-503）４ｇを添加し、５０℃で加熱処理を行った。ついで、溶媒（イソプロピルアルコー
ル／メタノール重量比＝９０／１０）置換して固形分濃度２０重量％の表面処理した五酸
化アンチモン微粒子分散液４００ｇを調製した。
【００７９】
　表面処理した五酸化アンチモン微粒子分散液５０ｇに、グリコール系アクリレート樹脂
としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４
００）１５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として１、６－ヘサンジオール
ジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）７．５ｇと非グリコール
系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（共栄社化
学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１７．５ｇとイソプロピルアルコール１８
ｇとブチルセロソルブ１５ｇと光開始剤２．４．６－トリメチルベンゾイルジフェニルフ
ォスフィンオキサイド（ビ－エーエスジャパン（株）製：ルシリンＴＰＯ）１．６ｇとを
混合して透明被膜形成用塗布液(10)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-10)の製造
　透明被膜形成用塗料(10)をＰＥＴフィルム（厚さ：１８８μｍ、屈折率：１．６５）に
バーコーター法（＃２０）で塗布し、８０℃で１分間乾燥した後、高圧水銀灯（８０Ｗ／
ｃｍ）を１分間照射して硬化させ、透明被膜付基材(F-10)を調製した。このときの透明被
膜の厚さは１２μｍであった。透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色
性、鉛筆硬度、耐擦傷性および密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例11]
(iii)透明被膜形成用塗料(11)の調製
　実施例８と同様にして調製した表面処理したスズドープ酸化インジウム微粒子分散液１
００ｇに、グリコール系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート
（新中村化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４００）３ｇと、非グリコール系２官能アクリレ
ート樹脂として１、６－ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫ
Ｓ－ＨＤＤＡ）３ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリト
ールヘキサアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１４ｇ
とイソプロピルアルコール１０００ｇとブチルセロソルブ２００ｇと光開始剤２．４．６
－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド（ビ－エーエスジャパン（株
）製：ルシリンＴＰＯ）０．８ｇとを混合して透明被膜形成用塗布液(11)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-11)の製造
　透明被膜形成用塗布液(11)をアクリル基板（厚さ：３ｍｍ、屈折率：１．５２）、全光
線透過率９２．０％、ヘーズ０．１％にバーコーター法（バー＃４）で塗布し、８０℃で
１分間乾燥した後、高圧水銀灯（１２０Ｗ／ｃｍ）を搭載した紫外線照射装置（日本電池
製ＵＶ照射装置ＣＳ３０Ｌ２１－３）で６００ｍＪ/ｃｍ2照射して硬化させ、透明被膜付
基材(F-11)を調製した。このときの透明被膜の厚さは１２０ｎｍであった。
【００８０】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例１２]
(iii)透明被膜形成用塗料(12)の調製
　実施例９と同様にして調製した表面処理したアンチモンドープ酸化錫微粒子分散液１０
０ｇに、グリコール系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（
新中村化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４００）１．５ｇと、非グリコール系２官能アクリ
レート樹脂として1,6-ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ
－ＨＤＤＡ）１．５ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリ
トールトリアクリレートヘキサメチレンジイソシアネートウレタンプレポリマー（共栄社
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化学(株)製：ウレタンアクリレートＵＡ－３０６Ｈ）１０．３ｇと、イソプロピルアルコ
ール１０００ｇとブチルセロソルブ２００ｇと、光開始剤２．４．６－トリメチルベンゾ
イルジフェニルフォスフィンオキサイド（ビ－エーエスジャパン（株）製：ルシリンＴＰ
Ｏ）０．６ｇとを混合して透明被膜形成用塗布液(12)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(F-12)の製造
　透明被膜形成用塗布液(12)をアクリル基板（厚さ：３ｍｍ、屈折率：１．５２）、全光
線透過率９２．０％、ヘーズ０．１％にバーコーター法（バー＃４）で塗布し、８０℃で
１分間乾燥した後、高圧水銀灯（１２０Ｗ／ｃｍ）を搭載した紫外線照射装置（日本電池
製ＵＶ照射装置ＣＳ３０Ｌ２１－３）で６００ｍＪ/ｃｍ2照射して硬化させ、透明被膜付
基材(F-12)を調製した。このときの透明被膜の厚さは１００ｎｍであった。
【００８１】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[実施例１３]
(iii)透明被膜形成用塗料(13)の調製
　実施例１において、非グリコール系アクリレート樹脂として非グリコール系６官能アク
リレート樹脂、ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（共栄社化学(株)製：ライト
アクリレートDPE-6A）22.5gを用いた以外は、同様にして透明被膜形成用塗布液(13)を調
製した。
(iv)透明被膜付基材(F-13)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(13)を用いた以外は同様にして、透明被膜付
基材(F-13)を調製した。
【００８２】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[比較例１]
(iii)透明被膜形成用塗料(R-1)の調製
　実施例１において、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子(1)分散液５０ｇに、グリコー
ル系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製
：ＮＫエステルＡ－４００）３５ｇとを混合し、非グリコール系２官能アクリレート樹脂
と非グリコール系６官能アクリレート樹脂を添加しなかった以外は同様にして透明被膜形
成用塗布液(R-1)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(RF-1)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(R-1)を用いた以外は同様にして透明被膜付
基材(RF-1)を調製した。
【００８３】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[比較例２]
(iii)透明被膜形成用塗料(R-2)の調製
　実施例１において、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子(1)分散液５０ｇに、非グリコ
ール系２官能アクリレート樹脂として1,6-ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)
製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）２０ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂として
ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤ
ＰＥ-６Ａ）１５ｇとを混合した以外は同様にして透明被膜形成用塗布液(R-2)を調製した
。
(iv)透明被膜付基材(RF-2)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(R-2)を用いた以外は同様にして透明被膜付
基材(RF-2)を調製した。
【００８４】
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　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[比較例3]
(iii)透明被膜形成用塗料(R-3)の調製
　実施例１において、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子(1)分散液５０ｇに、グリコー
ル系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製
：ＮＫエステルＡ－４００）３１．５ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂とし
て1,6-ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）１
ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサアクリ
レート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）２．５ｇとを混合した以
外は同様にして透明被膜形成用塗布液(R-3)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(RF-3)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(R-3)を用いた以外は同様にして透明被膜付
基材(RF-3)を調製した。
【００８５】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[比較例4]
(iii)透明被膜形成用塗料(R-4)の調製
　実施例１おいて、表面処理したＰドープ酸化錫微粒子(1)分散液５０ｇに、グリコール
系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村化学(株)製：
ＮＫエステルＡ－４００）２ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹脂として1,6-ヘ
サンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤＤＡ）７．５ｇと
非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトールヘキサアクリレー
ト（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）２５．５ｇとを混合した以外
は同様にして透明被膜形成用塗布液(R-4)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(RF-4)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(R-4)を用いた以外は同様にして透明被膜付
基材(RF-4)を調製した。
【００８６】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[比較例5]
(iii)透明被膜形成用塗料(R-5)の調製
　実施例８において、表面処理したスズドープ酸化インジウム微粒子分散液３７．５ｇに
、グリコール系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村
化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４００）３８ｇと、非グリコール系２官能アクリレート樹
脂として１、６－ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－Ｈ
ＤＤＡ）０．６ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトー
ルヘキサアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）１．３ｇ
とを混合した以外は同様にして透明被膜形成用塗布液(R-5)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(RF-5)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(R-5)を用いた以外は同様にして透明被膜付
基材(RF-5)を調製した。
【００８７】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[比較例6]
(iii)透明被膜形成用塗料(R-6)の調製
　実施例８において、表面処理したスズドープ酸化インジウム微粒子分散液３７．５ｇに
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、グリコール系アクリレート樹脂としてポリエチレングリコールジアクリレート（新中村
化学(株)製：ＮＫエステルＡ－４００）２．１ｇと、非グリコール系２官能アクリレート
樹脂として1,6-ヘサンジオールジアクリレート（日本化薬(株)製：カヤラッドＫＳ－ＨＤ
ＤＡ）８．５ｇと非グリコール系６官能アクリレート樹脂としてジペンタエリスリトール
ヘキサアクリレート（共栄社化学(株)製：ライトアクリレートＤＰＥ-６Ａ）３１．９ｇ
とを混合した以外は同様にして透明被膜形成用塗布液(R-6)を調製した。
(iv)透明被膜付基材(RF-6)の製造
　実施例１において、透明被膜形成用塗布液(R-6)を用いた以外は同様にして透明被膜付
基材(RF-6)を調製した。
【００８８】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
 [参考例１]
(iv)透明被膜付基材(SF-1)の製造
　実施例１１と同様にして調製した透明被膜形成用塗布液(11)をＰＥＴフィルム（厚さ：
１８８μｍ、屈折率：１．６５、全光線透過率９０．０％、ヘーズ０．６％）にバーコー
ター法（バー＃３０）で塗布し、８０℃で１分間乾燥した後、高圧水銀灯（１２０Ｗ／ｃ
ｍ）を搭載した紫外線照射装置（日本電池製ＵＶ照射装置ＣＳ３０Ｌ２１－３）で６００
ｍＪ/ｃｍ2照射して硬化させ、透明被膜付基材(SF-1)を調製した。このときの透明被膜の
厚さは２μｍであった。
【００８９】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
[参考例２]
(iv)透明被膜付基材(SF-2)の製造
　実施例１２と同様にして調製した透明被膜形成用塗料(12)をＰＥＴフィルム（厚さ：１
８８μｍ、屈折率：１．６５）にバーコーター法（＃３０）で塗布し、８０℃で１分間乾
燥した後、高圧水銀灯（８０Ｗ／ｃｍ）を１分間照射して硬化させ、透明被膜付基材(RF-
8)を調製した。このときの透明被膜の厚さは２μｍであった。
【００９０】
　透明被膜の厚さ、表面抵抗、全光線透過率、ヘーズ、着色性、鉛筆硬度、耐擦傷性およ
び密着性を評価し、結果を表に示す。
【００９１】
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